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A procura crescente de revestimentos com melhores propriedades mecanicas,
tribologicas e corrosivas (entre outras) é a forga motriz do avango da engenharia de
superficies. Os tratamentos superficiais repercutem desde a escolha do material a
ser revestido, que € selecionado de acordo com suas propriedades intrinsecas
(médulo de elasticidade, dureza, tenacidade a fratura, entre outros), enquanto a
superficie é revestida com o intuito de otimizar as propriedades de tal material. Este
revestimento aplicado na amostra € comumente chamado de “filme fino”, tendo
como caracteristica, a espessura reduzida em relagdo a pega onde € depositado.
Tais revestimentos possuem diversas aplicacdes, tais como: ferramentas de corte,
sensores, ceélulas solares, dispositivos eletrénicos, materiais biocompativeis, entre
outros. Dentre os processos de engenharia de superficies que ressoam na formagao
de filmes finos, o processo de pulverizacdo catddica, ou sputtering, € um dos
maiores expoentes das diversas técnicas de revestimento superficial. Esta
tecnologia faz parte dos processos de revestimentos atomisticos (onde o substrato é
revestido atomo por atomo), no qual os atomos de um material alvo sdélido, com
potencial elétrico negativo, sdo bombardeados por ions energéticos. O processo
geralmente utiliza uma descarga incandescente (plasma) para gerar o fluxo de ions
incidentes na superficie do alvo. Estas particulas incidentes geralmente sdo atomos
de argbnio (que possuem apreciavel massa atdémica) ionizados positivamente, sendo
entdo aceleradas na dire¢cao do alvo. Deste modo, por transferéncia de momento,
pode haver a remogao de atomos que viajam através da camara de vacuo, formando
o filme fino na amostra. No Laboratério de Engenharia de Superficies e Tratamentos
Térmicos, LESTT, situado na Universidade de Caxias do Sul, o equipamento de
deposicao de filmes finos esta em fase final de calibragao, bem como equipamentos
com outras técnicas de alteracdo superficial. Tais aparatos visam ndo s6 o
desenvolvimento de processos hibridos de engenharia de superficies, mas também
a interacdo com a industria local. O objetivo deste trabalho repercute na explanagao
desta técnica de revestimento superficial, bem como suas aplicagdes nos diversos
ramos da industria.
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